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Tepelné povrchové úpravy se provádEjí za zvýšených teplot a Uadíme sem napU. 
žárové pokovení, plazmové nástUiky, dále smaltování, pUípadnE chemicko-tepelné 

zpracování. Žárové pokovení spo7ívá v ponoUení dané sou7ásti do roztaveného kovu (Zn) 

a slouží k získání pomErnE silných a kompaktních vrstev. NEkdy se realizuje rovnEž 

nástUikem roztaveného kovu na pokovovaný materiál. Plazmové nástUiky jsou využívány 

k získání tvrdých a chemicky odolných  keramických (Al2O3) povrchových vrstev. RovnEž 

smaltování vede k tvorbE tvrdých a koroznE odolných vrstev, avšak v tomto pUípadE skel. 

Provádí se nanesením vodné suspenze vhodných látek na materiál a následným vypálením. 

Velmi rozšíUené u ocelí je tzv. chemicko-tepelné zpracování, pUi kterém je povrchová 

vrstva materiálu obohacována prvky, které zp]sobují její vytvrzení. Pokud je povrch 

obohacován uhlíkem, postup se nazývá cementace, pokud dusíkem, pak se jedná o 

nitridaci atd. PodrobnEji budou tyto postupy probrány v kap.11.3.2. 

Povlakování ve vakuu, viz obr.10.12., slouží zejména k získání velmi tvrdých 

povrchových vrstev (TiN, TiC, TiAlN atd.) na kovových sou7ástkách. Metody se dElí do 

dvou skupin: 

 

– chemická depozice z plynné fáze (CVD-Chemical Vapour Deposition) 

– fyzikální depozice z plynné fáze (PVD-Physical Vapour Deposition).  

 

Metody CVD jsou realizovány v reaktoru, ve kterém jsou umístEny povlakované sou7ástky 

a do kterého jsou za nízkého tlaku pUivádEny vhodné plynné látky. Vlastní tvrdé slou7eniny 

vznikají vysokoteplotními chemickými reakcemi plynných látek a jsou deponovány na 

povrch sou7ástek (obr.10.12. a). 

  

 

 
 

Obr.10.12. Vakuové povlakování metodami: a) CVD, b) PVD 

 

Mezi metody PVD patUí napU. tzv. reaktivní katodové naprašování (obr.10.12. b), u 

kterého jsou povlakované pUedmEty umístEny ve vakuové komoUe a zapojeny jako anoda 

(+). Katodou (-) je ter7 napU. z 7istého titanu a do komory je za nízkého tlaku pUivádEna 

smEs Ar + N2. Mezi katodou a anodou hoUí doutnavý výboj, ve kterém se ionizují atomy Ar 

za vzniku iont] Ar
+
. Tyto ionty dopadají s vysokou kinetickou energií na titanový ter7 a 

odprašují z nEj atomy Ti. V plynné fázi tyto atomy reagují s dusíkem a na povlakovaných 

pUedmEtech se deponuje vrstva TiN.  

Vakuové povlakování je nej7astEji využíváno ke zvyšování životnosti obrábEcích 

nástroj]. 

 

 


	

